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Основной целью данного исследования являлось определение эффективности применения тонких CuBi2O4 пленок для экранирования рентгеновского излучения, а также определения применимости данных пленок в качестве защитных экранирующих материалов. 
Эффективность экранирования рентгеновского излучения с помощью полученных методом электрохимического синтеза тонких CuBi2O4 пленок была оценена путем проведения сравнительного анализа изменения интенсивности дифракционных рефлексов подложки, с нанесенными на нее экранирующими пленками. Согласно полученным данным, варьирование разности прикладываемых потенциалов при получении CuBi2O4 пленок с 2.5 до 3.0 В, приводящее к вариации элементного состава пленок приводит к увеличению эффективности экранирования с 64 до 82 %. При этом толщина экранирующих пленок составила не более 1.5 мкм. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что изменение соотношения компонент в составе пленок, происходящее в случае вариации условий синтеза, позволяет увеличивать эффективность экранирования при той же толщине защитных экранов. При этом согласно данным ренгтенофазового анализа было установлено, что вариация условий синтеза не приводит к существенным изменениям фазового состава синтезируемых пленок, а основной фазой является тетрагональная фаза CuBi2O4 с пространственной сингонией P4/ncc(130).  


